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PRODLOUZENE VYLOZENI - 5xa hloubka zaplchu
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PRODLOUZENE VYLOZENI

5xa hloubka zépichu

PLANZETY XLCCN

Dvé délky vylozeni
- vyloZeni 3xa a 5xa

Pevné upnuti Sroubem
- snadné a pevné upnuti

Kompatibilni upnuti
- jeden nastroj pro vSechny planzety
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Specidlni uprava po povlakovani

Obrabéni materiald skupiny P, M a podminéné K

Vhodné pro pfiznivé fezné podminky a nepferuSovany fez
Stfedni a vy$si fezné rychlosti

= Funkéné gradientni substrat se stfednim obsahem
kobaltové pojici faze

m= Stfedné silny MT-CVD povlak s unikatni Al,O, vrstvou zarucuje
mimoradnou tepelnou a chemickou stabilitu a ochranu substratu



NOVE DESTICKY A UTVAREC
NOVY ZAPICHOVACI UTVAREC CM PRO DESTICKY LCMx 13, LCMx 16
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Prvni volba Prvni volba Prvni volba Prvni volba

pro upichovani pro zapichovani pro zapichovani  pro kopirovani
a zapichovani a dokoncovani a hrubovani

L-M2 R-M2

Dvoubfité desticky ~ Jednobifité destiCky
pro mélké zapichy  pro hluboké zapichy

a operace podélného a upichovani,
soustruzent, prvni volba ) o .
prvni volba pro GFMx drzéky Prvn|lvolba’ . Prvn! VOIb? . Prvn! VOlb? .
) pro zapichovani pro upichovani pro upichovani
pro GFIx drzaky . . L .
a soustruzeni a zapichovani bez otfepu
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== Submikronovy substrét s relativné vysokym obsahem kobaltu == Vhodny pro obrdbéni materill skupiny M, P, K;
== Nanovrstevnaty PVD povlak s gradientnimi pfechody podminéné N, S, H
== Snizené vnitfni pnuti v povlaku pfi zvy$eni tvrdosti == Dobrd provozni spolehlivost
= Zmen$eni vrubového opotfebeni na hlavnim biitu == Vhodny pro ztiZzené zabérové podminky
= Stfedni a niz8i fezné rychlosti



